Zatacznik nr 5
Specyfikacja wymagan technicznych dla pomieszczenia EMC

1.

Catkowita masa komory (bez obiektu badanego | jego akcesoriéw oraz sprzetu pomiarowego)
wyhosi: 25~ 27 ton

(zalezne od rodzaju podtogi: nosnosé, typu | ilosci masztow antenowych, Srednicy stotu
obrotowego, itp.).

Ponizej przedstawiono idea typowej konstrukcji wsporczej, ktéora utrzymuje komore, jako
urzadzenie niezalezne od budynku

— catos¢ bazuje na ukfadzie 3 belek pionowych wzdtuz kazdego dtuzszego boku komory oraz
uktad wsparcia sufitu




Obcigzenie, ktére komora wywotuje w stosunku do budynku
e Nacisk od konstrukcji wsporczej (profil H) nacisk punktowy (w kN): max 45kN — belka
srodkowa.
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e Nacisk od scian komory (Sciana komory o grubosci 5cm, spoczywajg bezposrednio na
podtodze) nacisk wyrazony jako max. wartos$é: 600kg/na metr biezgcy $ciany o grubosci 5cm

e Nacisk od podtogi komory (wywotana w miejscach gdzie nie ma konstrukcji wsporczej oraz
nie ma nacisku od $cian): 120..160kg/m. kw.



Dodatkowo znaczny komfort uzytkowania komory powoduje umieszczenie komory w zagtebieniu
(niecka):

Gwarantuje to praktycznie bez progowy wjazd do srodka komory (tylko mata reczna rampa
kompensujgca grubosé¢ uktadu uszczelnienie drzwi: 5..7cm jest potrzebna)

Komora EMC ma dwie podtogi:
e Podtoga dolna, czyli ekran
e Podtoga robocza w komorze (raised up floor), czyli podtoga zwana ziemia odniesienia
(konieczna w komorze zeby osadzi¢ w niej stol obrotowy (turn table), poprowadzi¢ kable
stale ponizej podtogi, rozprowadzi¢ ztgcza/interface wewnatrz komory)
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Przygotowanie posadzki (pod komore i jej konstrukcje) — dotyczy powierzchni gdzie spocznie komora
i jej konstrukcja
Ptaskos¢ wg ponizszych kryteridw:
- 1,5 mm na dtugosci: 1m
- 4,5 mm na dtugosci: 4m
- 6,0 mm na dtugosci: 10m
Wypoziomowanie: odchytka w poziomie do 2%




